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Contents)

報告者らは現在、量子ビームを用いた生体操作技術についての要素技術開発を行っ
ている。生命科学分野では、生体に光感受性の物質を導入、または遺伝子を発現さ
せ、これらの機能を光照射によって時空間的に操作する技術が用いられている。一
方で、光本来の伝播特性のため、これらの技術では生物個体の深部領域に対しての
局所的な制御は極めて困難である。申請者らは、これを可能とする代替技術として、
生体深部への直進性の優れる量子ビームを用いた操作技術の開発を行っている。こ
の技術では、量子ビームの照射によって生体関連物質（例えば、神経伝達物質等）
を任意の時間・場所で放出な可能な物質を生体内に導入する。本課題では、当該物
質の合成方法などの最適化のための物質の分析を行った。

実験
Experimental

上記の当該物質は、粒子ビームで発光を生じる蛍光粒子（量子ビームで発光）のコ
アと、メソポーラスシリカ（以下、MS）の外殻を持つコアシェル構造を有してい
る。MS表面は数十nm程度の径の穴（メソ孔）が多数開いた構造をしており、ここ
に生体関連物質注入し、光感受性バルブ（蛍光粒子コアからの格好で開放状態とな
る）で封入することで粒子ビームによる生体操作を実現する。当該の物質の合成を
達成するに当たって、メソ孔の形成状況について、細孔構造の評価を目的としたガ
ス吸着分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

ポーラスの有無を確認するために、ポーラスありサンプルと(ポーラスなし)につい
て測定し、等温線を得た。これらの等温線から解析を行った。SF法による粒径分布
の解析を行った結果、ポーラスなしに比べ、ポーラスありでは分布が増大していた。
また、ポーラスなしでもマイクロ孔の分布が見られた。
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